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Sposéb i uklad do wytwarzania siatki dyfrakcyjnej

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania siatki dyfrakcyjnej oraz ukiad do wvtwarzania siatki
dyfrakcyjnej realizujacy powyzszy sposéb.

Znany sposéb wytwarzania siatki dyfrakcyjnej polega na tym, ze koherentng wigzk¢ Swiatta rozdziela si¢
na dwie odr¢bne wiazki, ktdre nastgpnie doprowadza si¢ do interferencji na warstwie kopiowej. Utworzony
obraz interferencyjne wywoluje si¢.

Znany ukiad do wytwarzania siatki dyfrakcyjnej skiada si¢ z lasera, ekspendera wiazki umieszczonego
na osi strumienia laserowego oraz z holograficznego ukiadu interferencyjnego, usytuowanego za
ekspanderem.

Uklad holograficzny zawiera zwierciadlo -p6lprzepuszczalne, na ktére pada z ekspandera wiazka
$wiatia. Wiazka ta rozdzielana jest na dwie odrebne wiazki, z ktérych kazda pada na zwierciadlo odbijajace,
kierujgce wiazke¢ $wiatla na podloze z warstwg kopiowa. Obie wiazki na podiozu tym interferujg ze soba,
tworzac obraz interferencyjny. Obraz ten po wywolniu tworzy siatk¢ dyfrakcyjna.

Duza niedogodnoscia przedstawionego wyzej ukiadu jest jego mata zawarto$¢, co utrudnia praktycznie
jego zastosowanie, a jednocze$nie ukfad ten jest bardzo czuly na drgania podioza. Inng niedogodnodscia jest
klopotliwa konieczno$¢ dokiadnego wyréwnania drég optycznych rozdzielonych strumieni.

Sposéb wytwarzania siatki dyfrakcyjnej wedlug wynalazku polega na tym, ze dzieli si¢ format falowy
koherentnej wiazki §wietlnej na dwie, korzystnie réwne czgéci, a nastepnie doprowadza sig je d» interferencji
na warstwie kopiowe;j.

Ukiad wedlug wynalazku zawiera koherentne Zrédio §wiatia emitujace wiazkg $wietlng. na osi ktdrej
majduje si¢ ekspander wigzki oraz za ekspanderem, ukiad interferencyjny, skiadajacy si¢ z usvtuowanych
wzajemnie prostopadle podloza pokrytego warstwa kopiowa i zwierciadta. Krawgdz wspdlna zwierciadla i
podioza z warstwa kopiowa znajduje si¢ na osi wigzki $wietlnej. Ukiad interferencyjny umieszczony jest
ewentualnie w osrodku ciektym. Uklad wedlug wynalazku odznacza si¢ wigkszg zwartoscig w poréwnaniu do
ukiadéw manych. Poprawia to znacznie odporno$¢ ukiadu na wibracje podtoza, przy czym dobra izolacja
podstawy od tych wibracji nie jest sprawg tak krytyczna, jak w uktadach znanych.

Ponadto male gabaryty ukiadu wedlug wynalazku zapewniaja zawsze mala warto$¢ rémicy drog
optycznych interferujacych wiazek, co nie zawsze jest fatwo osiagalne w ukiadach znanych. Daje to mozli-
wos¢ zastosowania do ekspozycji laseréw o malej dtugoéci koherencji. Ukiad wedtug wynalazku odznacza si¢
wreszcie znacznym uproszczeniem ukfadu interferencyjnego, mniejsza iloscig potrzebnych elementéw opty-
cznych, a co za tym idzie, mniejsza wrazliwosciag na wplyw czynnikéw zewngtrznych (gldwnie osiadajacy
kurz). ’
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Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony w przykiadzie wykonania na rysunku, na ktérym tig. |
przedstawia schemat ukiadu interferencyjnego bedacego zasadnicza cz¢scia uktadu do wytwarzania siatki
dyfrakcyjnej, a fig. 2 —immersyjny ukiad interferencyjny. "

Uklad interferencyjny sktad si¢ z podloza 2 z naniesiong warstwg kopiowg 1 oraz prostopadle do
podioza usytuowanego zwicrciadta 3 catkowicie odbijajacego. KrawedZ wspélna podioza 2 z warstwa
kopiowg 1 i zwierciadta 3 znajduje si¢ na osi symetrii wigzki laserowej § emitowanej z ckspandera wigzki.

~Dolna polowa“ frontu falowego pada na podloze 2 z naniesiong warstwa kopiowa 1, natomiast ,gérna
polowa* pada na powierzchnie zwierciadta 3 i odbita jest na warstwg kopiowg 1. W efekcie warstwa kopiowa
1 naswietlona jest dwoma skrzyzowanymi wigzkami, ktdre generuja w niej obraz interferencyjny, to jest
ukiad prazk6w na przemian naswietlonych i nienaswietlonych. Obraz ten wywotuje si¢, co pozwala uzyskaé
w warstwie kopiowej 1 siatke¢ dyfrakcyjna o statej siatki

A

2n sina

gdzie: A — jest dtugoscia fali $wiatha laserowego, n — wspdkzynnikiem zatamania fali w o§rodku, w ktérym
znajduje si¢ uklad interferencyjny, a —katem, jaki tworzy o$ wiazki § z normaing do podioza 2.

Dla zmniejszenia stalej A siatki, przy zastosowaniu tego samego lasera, ukiad interferencyjny umie-
szczony zostal w pojemniku szklanym 6, z ciecza 7, w ktdrej wspdiczynnik zalamania §wiatla n > 1. Scianka
pojemnika, na ktéra pada wigzka $wiatla § bezposrednio zekspandera, uksztaltowana jest pryzmatycznie dla
unikni¢cia naswietlania warstwy kopiowej 1 niepozadanymi wiazkami, jakie moga powstawaé¢ w wyniku
odbié wigzki giéwnej § od granic ofrodkéw powietrze-szklo-ciecz.

Siatka dyfrakcyjna otrzymana w warstwie kopiowej stosowana jest w niektorych przyrzadach optoelek-
tronicznych wprost lub przez ,przeniesienie” do podloza metoda trawienia chemicznego lub jonowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania siatki dyfrakcyjnej polegajacy na zarejestrowaniu na warstwie kopiowej obrazu
interferencji dwéch koherentnych strumieni $wiatla, znamienny tym, Ze interferencj¢ realizuje si¢ przez
podziat frontu falowego jednej koherentnej wigzki $wiatla na dwie, korzystnie réwne czgsci.

2. Uklad do wytwarzania siatki dyfrakcyjnej zawierajacy koherentne Zrédlo $wiatla emitujace wigzke
$wiatla, na osi ktérej najduje si¢ ekspander wigzki, a za ekspanderem usytuowany jest ukiad interferencyjny,
zmamienny tym, Z¢ ukiad interferencyjny zawiera usytuowane prostopadle do podtoza (2), pokrytego warstwa
kopiowg (1), zwierciadlo (3), przy czym krawgdZ wspdlna podioza (2) i zwierciadta (3) znajduje si¢ na osi
wigzki Swietlnej (5).

3. Ukiad wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ze ukiad interferencyjny umieszczony jest w ofrodku ciektym
.
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FIG.1



117 417

FIG.2
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